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(57) Die Erfindung bezieht sich auf die 
Oberflachenbehandlung von Massenkleinteilen, wie Niete, 
Druckknopfe und ahnliche Erzeugnisse, mit dem Ziel, diese 
mit etner goldfarbigen Oberflache zu versehen und der 
Aufgabenstellung, dies mit Titannitridbeschichtung zu 
erreichen. Gelost wird dies dadurch, da& die * 
Massenkleinteile in einer zweiaxial bewegteri Siebtrommel 
irn Rezipienten beschichtet werden. Fig. 1 
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Erfindungsarispruch: 

1. Verfahren zur Oberflachenbehandlung von Massenkleinteilen wie Druckkndpfe, Ntete oder ahnliche Erzeugnisse mittels 
Titannitridbeschichtung, dadurch gekennzeichnet, dafc die Massenkieinteile im Rezipienten (5) standig untereinander 
kontinuierlich kontaktierend umgewalzt werden. 

2. Vorrichtung zur DurchfQhrung des Verfahrens nach Punkt 1, dadurch gekennzeichnet, daG im Rezipienten (5) erne 
Siebtrommel (8) uber den Antrieb (7), Kontaktring (6) und Achse.<12) zweiaxial beweglich angebracht ist 

3. Vorrichtung nach Punkt 2, dadurch gekennzeichnet, daS die Siebtrommel (8) Leitbleche (9) besitzt. 

Hierzu 1 Seite Zeichnungen 
Anwendungsgebiet der Erfindung 

DieErfindung beziehtsich auf die Oberflachenbehandlung von Massenkleinteilen mittels Titannitridbeschichtung. 
Charakteristik der bekannten technischen Losungen 

Es ist bekannt, fur die Beschichtung von mittel- und grofcflachigen Teilen mit einem TitannitridOberzug das Verdampfen von 
Titan in einer Stickstoffgasatmosphare zu nutzen. 

Die dafur entwickelte Technologie sieht vor, daft die Teile zurn Bedampfen in der Stickstoffatmosphare auf Gestellstabe 
aufgehangt werden. Die Gestellstabedrehen sich wahrend des Bedampfungsvorganges urn sichselbst und in einer zusatzlichen 
Relativbeweguhg auf dem TragergesteH im Vakuumgehause. 

Fur Massenkieinteile, wie beispielsweise Druckkndpfe, Niete und ahnliche Erzeugnisse, ist dieses Verfahren zur 
Titannitridbeschichtung dkonomisch nicht geetgnet. 

Diese Teile werden lediglich dkonomisch durch die Trommeigalvanisierung oberflachengeschutzt. Dabei kommen die 
unterschiediichsten Uberzuge aus Edelmetallen zur Anwendung. Nachteilig ist, daS diese Edelmetalle sehr teuer und fur 
Massenartikel dkonomisch nicht vertretbar sind. 

Ziel der Erfindung 

Das Ziel der Erfindung ist, Massenkieinteile mit einer Oberflachenschicht zu Gberziehen, die qualitativ und quantitativ einer 
Vergoldung gleichzusetzen ist. 

Wesen der Erfindung 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, Massenkieinteile in einer Vakuumbedampfungsanlage mit Titannitrid zu 
beschichten. 

ErfindungsgemafJ wird dies dadurch gelost, dafc die Massenkieinteile im Rezipienten standig untereinander kontinuierlich 
kontaktierend umgewalzt werden. Im Rezipienten ist eine Siebtrommel uber den Antrieb, Kontaktring und Achse zweiaxial 
beweghcli angebracht und wobei diese Siebtrommel Leitbleche besitzt. 

Ausfuhrungsbeispiel 

Nachstehend soil die Erfindung an einem Ausfuhrungsbeispiel naher beschrieben werden. 
In der zugehdrigen Zeichnung zeigen: 

Fig. 1 : eine schematische Darstellung der erfindungsgemafcen Vorrichtung 
Fig. 2: einen Schnitt durch die Siebtrommel 

Die Vorrichtung zum'Titannitridbeschichten von Massenkleinteilen hat im wesentlichen folgenden Aufbau 

Am geschlossenen Rezipienten 5 sind die Hohlkathode 3 und Tiegelanode 4 angebracht. Die Hohlkathode 3 und die Tiegelanode 

a steiien den Verdampfer, wie allgemein bekannt, bet Titannitridbeschichtungsanlagen dar 

Im oberenTeil des Rezipienten 5 ist die Siebtrommel 8 angebracht, welche am Gestell 1 0 drehbar geiagert ist. Durch den Antrieb7 
w.rd das Gestell 1 0 und damit die Siebtrommel 8 urn die Rezipientenachse in eine Horizomalbewegung gebracht Durch die 
Re.bung des Rades 1 1 am Kontaktring 6 erfolgt gleichzeitig eine Rotation urn die Achse 12. Damit ist gewahrleistet, daft die 
, K^t 6 ! lr L de ' Siebtrommel 8 standig axial bewegt werden. Der Kontaktring 6 ist mit der Substratspannung 1 verbunden 

und die Hohlkathode 3 und die Tiegelanode 4 mit der Verdampferstromquelle 2. 

Damit die Massenkieinteile standig mit der Siebtrommel 8 grofcflachig kontaktieren, sind die Leitbleche 9 angebracht 
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